MARSZA}'_EK
WOJEWODZTWA MAZOWIECKIEGO
ul. Jagiellonska 26, 03-719 Warszawa

R R Warszawa, 16 czerwca 2020 .

P_2128223

PZ-OP-11.7222.68.2020.EK

DECYZJA Nr 39/20/PZ.Z

Na podstawie art. 163 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz. U. z 2020 r. poz. 256, z pdézn zm.), art. 192, art. 201 ust. 1, art. 214 ust. 5, art. 378 ust. 2a pkt
1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z pdzn.
zZm.), po rozpatrzeniu wniosku CNH INDUSTRIAL POLSKA Sp. z 0.0, ul. Otolinska 25, 09-407
Ptock, reprezentowanej przez petnomocnika,
zmienia sie

decyzje Marszatka Wojewddztwa Mazowieckiego Nr 88/08/PS.Z z dnia 2 grudnia 2008 r., znak:
PS.V/KS/7600-63/08, udzielajagca CNH Polska Sp. z 0. o, ul. Otolinska 25, 09-407 Plock (REGON:
610032798, NIP: 774-000-48-95), pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do:

- powierzchniowej obrobki substancji, przedmiotéw lub produktow z
wykorzystaniem rozpuszczalnikéw organicznych, o zuzyciu rozpuszczalnika ponad 200 ton
rocznie,

- powierzchniowej obrébki metali z zastosowaniem proceséw elektrolitycznych lub chemicznych,
gdzie catkowita objeto$¢ wanien procesowych przekracza 30 m3,

zlokalizowanej na terenie ww. Zaktadu w Ptocku, zmieniong decyzjami Marszatka Wojewddztwa

Mazowieckiego: Nr 86/10/PS.Z z dnia 23 wrzesnia 2010 r., znak: PS.V/WS$/7600-63/08

(sprostowang postanowieniami: z dnia 7 pazdziernika 2010 r., znak: PS.V/WS$/7600-63/08 oraz z

dnia 31 stycznia 2011 r., znak: PS.V/DR/7600-63/08), Nr 125/12/PS.Z z dnia 18 wrze$nia 2012 r.,

znak: PS.V/KS/7600-63/08, Nr 306/15/PS.Z z dnia 30 pazdziernika 2015 r., znak: PS.V/MR/7600-

63/08, Nr 64/16/PZ.Z z dnia 9 maja 2016 r., znak: PZ-1.7222.128.2019.WS oraz Nr 6/20/PZ.Z z dnia

15 stycznia 2020 r., znak: PZ-OP-11.7222.124.2019.KW, w nastepujacy sposéb:

1) czes¢ Il. decyzji otrzymuje brzmienie:

. Rodzaj i parametry instalacji oraz stosowana technologia

A. w okresie do 30 wrzesnia 2020 r.:




RODZAJ INSTALACJI

Instalacja do powierzchniowej obrébki metali z zastosowaniem procesoéw elektrolitycznych i
chemicznych o catkowitej objetosci wanien procesowych 184,9 m® i zuzyciu rozpuszczalnikow
organicznych 522,684 Mg/rok.

Podstawowym procesem prowadzonym w instalacji jest malowanie zanurzeniowe (kataforetyczne),
natryskowe i reczne elementéw sktadowych produkowanych maszyn rolniczych. Poza gtéwnym
procesem malowania, w instalacji wykonywane sg réwniez operacje pomocnicze zwigzane
z przygotowaniem powierzchni do obrobki — odttuszczanie, aktywacja, pasywacja, fosforanowanie,
oksylanowanie oraz operacje zwigzane z przygotowaniem farb.

W sktad instalacji wchodzi:

— linia malowania zanurzeniowego KTL i natryskowego L-1,
— linia malowania natryskowego L-2,

— linia malowania natryskowego L-3,

— stanowisko poprawek malarskich hedera,

— linia malowania natryskowego L-4,

- urzgdzenie do neutralizacji substancji procesowych, tj. zakladowa oczyszczalnia $ciekéw
przemystowych.

Instalacja pracuje w dwoch wariantach:
1) WARIANT | — z destylacjg rozpuszczalnikéw z mycia pistoletéw natryskowych;

2) WARIANT Il — bez destylacji rozpuszczalnikéw z mycia pistoletéow natryskowych.

OPIS STOSOWANEJ TECHNOLOGII

Linia malowania zanurzeniowego KTL i natryskowego L-1

Linia KTL+L-1 stanowi zesp6t urzadzen technologicznych, w ktérym detale poddawane sg obrébce
wstepnej, polegajgcej na przygotowaniu powierzchni, pokrywane sg podkiadem poprzez
zanurzeniowe malowanie Kkataforetyczne, a nastepnie malowane natryskowo farbami
rozpuszczalnikowymi.

Przed procesem malowania powierzchnia detali przygotowywana jest do obrébki w agregacie
tunelowym. Tunel sktada sie z dziewieciu stref: dwdch stref mycia natryskowego (odttuszczania),
trzech stref ptukania natryskowego, strefy pasywacji Oxsilan, strefy ptukania natryskowego, strefy
ptukania natryskowego wodg zdemineralizowang oraz ramki natryskowej wodg zdemineralizowana.
Detale, pomigdzy poszczegélnymi strefami w agregacie, przemieszczane sg za pomocg
przenosnika podwieszanego. W kazdej ze stref detale poddawane sg natryskowi odpowiednimi
kgpielami zasysanymi ze zbiornikéw pompg i ttoczonymi do dysz uktadu natrysku. Kapiele znajduja
sie w uktadzie zamknietym. Po opuszczeniu tunelu detale odmuchiwane sg sprezonym powietrzem.

Przygotowana powierzchnia malowana jest farbg podktadowg w wannie malarskiej o pojemnosci
126,5m?, wykonanej ze stali weglowej pokrytej od wewnatrz laminatem poliestrowym. Proces
powlekania detalu farbg polega na elektroosadzaniu czastek farby na powierzchni metalu
(malowanie zanurzeniowe kataforetyczne). Bezposrednio po natozeniu powtoki, detale ptukane sg
ultrafiltratem w celu usuniecia nadmiaru farby nieosadzonej elektrolitycznie, a nastepnie ptukane



natryskowo wodg demineralizowang, odmuchiwane sprezonym powietrzem, suszone
w temperaturze 190°C i chtodzone powietrzem.

Proces wtasciwego malowania farbami rozpuszczalnikowymi odbywa sie metodg natrysku ciektego
przy uzyciu pistoletu pneumatycznego w kabinie malarskiej. Kabina malarska posiada system
usuwania z powietrza zanieczyszczen (mgty nieosadzonej farby), wyposazony w wodny uktad
filtracyjny. Po zakonczeniu procesu malowania detale podsuszane sg w tunelu w temperaturze
otoczenia, a nastepnie suszone w tunelowej suszarce konwekcyjnej w temperaturze okoto 65°C.

Linia malowania natryskowego L-2

Linia L-2 stanowi zespdt urzgdzen technologicznych, w ktérym detale poddawane sg obrobce
wstepnej, polegajgcej na przygotowaniu powierzchni, a nastepnie malowane natryskowo farbami
rozpuszczalnikowymi. Na linii L-2 pokrywane sg elementy, ktérych ze wzgledéw technologicznych
nie mozna malowac na linii KTL+L-1.

Przygotowanie powierzchni do malowania prowadzone jest w dwukomorowym tunelu wspartym na
czterokomorowym zbiorniku kagpieli. Wewnatrz tunelu znajdujg sie uktady natrysku z dyszami.
Detale umieszczone na wdzkach technologicznych po wprowadzeniu do tunelu poddawane sag
kolejno natryskiwaniu poszczegoélnymi kgpielami. Poszczegoélne kapiele krgza w obiegu
zamknietym — po zakonczeniu natrysku wracajg one za posrednictwem rur utozonych w posadzce
do odpowiednich komér zbiornika kgpieli. W tunelu detale poddawane sg kolejno: odttuszczaniu z
fosforanowaniem Zzelazowym, ptukaniu wodg sieciowa, ptukaniu wodg demineralizowang oraz
pasywacji. Po obrobce wstepnej detale suszone sg w konwekcyjnej suszarce tunelowej w
temperaturze 90 °C.

Proces malowania farbami rozpuszczalnikowymi odbywa sie metoda natrysku ciektego przy uzyciu
pistoletu pneumatycznego w kabinie malarskiej. Podobnie jak w przypadku linii L-1 kabina malarska
linii L-2 wyposazona jest w system usuwania zanieczyszczen. Po zakonczeniu procesu malowania
detale suszone w tunelowej suszarce konwekcyjnej w temperaturze okoto 70 °C.

Linia malowania natryskowego L-3

Linia L-3 stanowi zespot urzadzen technologicznych, w ktérym detale poddawane sa obrébce
wstepnej, polegajacej na przygotowaniu powierzchni, a nastepnie malowane natryskowo farbami
rozpuszczalnikowymi. Na linii L-3 pokrywane sg elementy, ktérych ze wzgledoéw technologicznych
nie mozna malowac na linii KTL+L-1.

Przygotowanie powierzchni do malowania prowadzone jest natryskowo w agregacie, ktérego
zasadniczg cze$¢ stanowi tunel wsparty na zbiornikach kapieli. Wewnatrz tunelu znajdujg sie uktady
natrysku z dyszami. Detale przemieszczane sg w tunelu miedzy poszczegblnymi jego strefami przy
pomocy przeno$nika podwieszonego. W kazdej ze stref detale poddawane sg natryskowi
odpowiednimi kgpielami zasysanymi ze zbiornikéw do dysz uktadu natrysku. Poszczegdlne kapiele
krazg w obiegu zamknietym. Tunel sktada sie z siedmiu stref. strefy mycia natryskowego
(odttuszczania), trzech stref ptukania natryskowego, strefy pasywacji Oxsilan, strefy ptukania
natryskowego wodg zdemineralizowang oraz ramki natryskowej wodg zdemineralizowana.

Po opuszczeniu tunelu detale odmuchiwane sg sprezonym powietrzem, a nastgpnie suszone
w konwekcyjnej suszarce tunelowej w temperaturze 100-150°C.

Proces malowania farbami rozpuszczalnikowymi odbywa sie metodg natrysku ciektego przy uzyciu
pistoletu pneumatycznego w kabinie malarskiej. Podobnie jak w przypadku dwéch poprzednich linii,
kabina malarska linii L-3 wyposazona jest w system usuwania zanieczyszczen. Po zakonczeniu



procesu malowania detale podsuszane sg w tunelu w temperaturze otoczenia, a nastepnie suszone
w tunelowej suszarce konwekcyjnej w temperaturze okoto 100°C.

Stanowisko poprawek malarskich hedera

Na stanowisku poprawek malarskich wykonywane sa uzupetnienia fragmentéw bez powtoki
malarskiej oraz ubytkédw powstatych podczas dalszej obrébki mechanicznej elementéw.
Uzupetnienia wykonywane sg manualnie przy uzyciu pistoletéw pneumatycznych o bardzo matej
wydajnosci.

Linia malowania natryskowego L-4

Linia malarska L-4 posiada tunel mieszania i przygotowania farb, ktére podawane
sg pneumatycznie do pistoletéw natryskowych. Przygotowanie powierzchni do malowania odbywa
sie przed kabing lakierniczg. Polega ono na usuwaniu zaciekéw oraz uszkodzonych powierzchni
lakierowanego elementu. Proces malowania odbywa sie metodg natrysku ciekiego przy pomocy
pistoletu natryskowego w wydzielonej kabinie lakierniczej. Powietrze przechodzi przez filtry
wstepne, gdzie wychwytywane sg wieksze zanieczyszczenia. Filtry wstepne majg ksztatt litery ,\W”
(typ workowy) i umiejscowione sg pomiedzy wentylatorem i palnikiem. Komora wyposazona jest
w petny sufit filtracyjny. Rozmiary paneli sufitowych wynosza: szeroko$é 750/1000 mm x dtugos$é
miedzy 2 i 3m. Catkowita powierzchnia filtrowania w potaczeniu ze stropem siatkowym i prostymi
§cianami gwarantuje dobry ruch pionowy powietrza bez Zzadnych zakiécen. Jest to najlepsza
gwarancja na wolne od pytu dziatanie komory natryskowej. Malowanie poprawek nanoszone jest
w dwéch warstwach. Po kazdej warstwie pozostawiany jest odstep czasu 5-8 minut na odparowanie
rozpuszczalnikéw. Natomiast ostatnia warstwa lakieru pozostawiana jest na 5-10 minut na
odparowanie przed wprowadzeniem maszyny do suszarki. Pomalowane elementy suszone sg
w suszarce w temperaturze 90° C.

Zaktadowa oczyszczalnia Sciekow przemystowych

Zaktadowa oczyszczalnia Sciekéw przemystowych w CNH Polska Sp. z 0.0., zwana réwniez
neutralizatorem, jest oczyszczalnia mechaniczno-chemiczna, w ktérej mozna wyodrebnié¢
nastepujace uktady:

- uktad magazynowania i dystrybucji $ciekow,
- uktad neutralizacji Sciekdw,

- uktad wydzielania i odwadniania osadoéw,

- uktad filtracji koricowej Sciekow,

- ukfad filtracji mechanicznej Sciekow,

- uktad filtracji na weglu aktywnym.;

B. od 1 pazdziernika 2020 r.
RODZAJ INSTALACJI

Instalacja do powierzchniowej obrébki metali z zastosowaniem proceséw elektrolitycznych
i chemicznych o catkowitej objetosci wanien procesowych 184,9m3 i zuzyciu rozpuszczalnikow
organicznych powyzej 200 Mg/rok.

Podstawowym procesem prowadzonym w instalacji jest malowanie zanurzeniowe (kataforetyczne),
natryskowe i reczne elementéw sktadowych produkowanych maszyn rolniczych. Poza gtéwnym
procesem malowania, w instalacji wykonywane sg réwniez operacje pomocnicze zwigzane



z przygotowaniem powierzchni do obrobki - odttuszczanie, aktywacja, pasywacja, fosforowanie,
oksylanowanie oraz operacje zwigzane z przygotowaniem farb.

W sktad instalacji wehodzi:

- linia malowania zanurzeniowego KTL

- linia malowania natryskowego L-2

- linia malowania natryskowego L-3

- stanowisko poprawek malarskich hedera
- linia malowania natryskowego L-4

- urzadzenie do neutralizacji substancji procesowych, tj. zaktadowa oczyszczalnia Sciekow
przemystowych.

Instalacja pracuje w dwoch wariantach:
1) WARIANT | — z destylacjag rozpuszczalnikow z mycia pistoletéw natryskowych;
2) WARIANT Il — bez destylacji rozpuszczalnikéw z mycia pistoletéw natryskowych.

OPIS STOSOWANEJ TECHNOLOGII

Linia malowania zanurzeniowego KTL

Linia KTL stanowi zespét urzadzen technologicznych, w ktérym detale poddawane sg obrobce
wstepnej, polegajgcej na przygotowaniu powierzchni, a nastepnie pokrywane sg podkfadem
poprzez zanurzeniowe malowanie kataforetyczne.

Przed procesem malowania powierzchnia detali przygotowywana jest do obrdbki w agregacie
tunelowym. Tunel skfada sie z dziewieciu stref. dwdch stref mycia natryskowego (odttuszczania),
trzech stref ptukania natryskowego, strefy pasywacji Oxsilan, strefy ptukania natryskowego, strefy
ptukania natryskowego wodg zdemineralizowang. Detale pomiedzy poszczegdlnymi strefami w
agregacie, przemieszczane sg za pomoca przenosnika podwieszanego. W kazdej ze stref detale
poddawane sg natryskowi odpowiednimi kgpielami zasysanymi ze zbiornikéw pompg i ttoczonymi
do dysz uktadu natrysku. Kgpiele znajdujg sie w uktadzie zamknietym. Po opuszczeniu tunelu detale
odmuchiwane sg sprezonym powietrzem.

Przygotowana powierzchnia malowana jest farbg podktadowg w wannie malarskiej o pojemnosci
126,5 m®, wykonanej ze stali weglowej, pokrytej od wewnatrz laminatem poliestrowym. Proces
powlekania detalu farbg polega na elektroosadzaniu czastek farby na powierzchni metalu
(malowanie zanurzeniowe kataforetyczne). Bezposrednio po natozeniu powtoki, detale ptukane sg
ultrafiltratem w celu usuniecia nadmiaru farby nieosadzonej elektrolitycznie, a nastepnie ptukane
natryskowo wodg demineralizowang, odmuchiwane sprezonym powietrzem, suszonew
temperaturze 190°C, chfodzone powietrzem.

Linia malowania natryskowego L-2

Linia L-2 stanowi zesp6t urzgdzen technologicznych, w ktérym detale poddawane sg obrébce
wstepnej, polegajgcej na przygotowaniu powierzchni, a nastepnie malowane sg natryskowo farbami
rozpuszczalnikowymi. Na linii L-2 pokrywane sg elementy, ktérych ze wzgledéw technologicznych
nie mozna malowac na linii KTL.

Przygotowanie powierzchni do malowania prowadzone jest w dwukomorowym tunelu wspartym
na czterokomorowym zbiorniku kapieli. Wewnatrz tunelu znajduje sie uktady natrysku z dyszami.
Detale umieszczone na wozkach technologicznych po wprowadzeniu do tunelu poddawane
sg kolejno natryskiwaniu poszczegélnymi kagpielami. Poszczegdlne kapiele krgzg w obiegu



zamknigtym — po zakoriczeniu natrysku wracajg one za posrednictwem rur utozonych w posadzce
do odpowiednich komor zbiornika kgpieli.

W tunelu detale poddawane s3 kolejno: odttuszczaniu z oksylanowaniem, ptukaniu wodg sieciowa,
ptukaniu wodg demineralizowang oraz pasywacji. Po obrébce wstepnej detale suszone
sg w konwekcyjnej suszarce tunelowej w temp. 90°C. Proces malowania farbami
rozpuszczalnikowymi odbywa sie metoda natrysku ciektego przy uzyciu pistoletu pneumatycznego
w kabinie malarskiej. Po zakofczeniu procesu malowania detale suszone sgw tunelowej suszarce
konwekcyjnej w temp. ok. 70 °C.

Linia malowania natryskowego L3

Linia L-3 stanowi zespét urzgdzen technologicznych, w ktérym detale poddawane sg obrébce
wstepnej, polegajgcej na przygotowaniu powierzchni, a nastepnie malowane natryskowo farbami
rozpuszczalnikowymi. Na linii L-3 pokrywane sg elementy, ktérych ze wzgleddw technologicznych
nie mozna malowac na linii KTL.

Przygotowanie powierzchni do malowania prowadzone jest natryskowo w agregacie, ktérego
zasadniczg czesc stanowi tunel wsparty na zbiornikach kapieli. Wewnatrz tunelu znajdujg sie uktady
natrysku z dyszami. Detale przemieszczane sg w tunelu miedzy poszczegdinymi jego strefami przy
pomocy przenosnika podwieszonego. W kazdej ze stref detale poddawane sg natryskowi
odpowiednimi kapielami zasysanymi ze zbiornikéw do dysz uktadu natrysku. Poszczegéine kapiele
krazg w obiegu zamknigtym. Tunel sktada sie z siedmiu stref: strefy mycia natryskowego
(odttuszczania), trzech stref ptukania natryskowego, strefy pasywacji Oxsilan, strefy ptukania
natryskowego wodg zdemineralizowang oraz ramki natryskowej z wodg zdemineralizowana.

Po opuszczeniu tunelu detale odmuchiwane sg sprezonym powietrzem, a nastepnie suszone
w konwekcyjnej suszarce tunelowej w temperaturze 100-150 °C.

Proces malowania farbami rozpuszczalnikowymi odbywa sie metodg natrysku ciektego przy uzyciu
pistoletu pneumatycznego w kabinie malarskiej. Linia L-3 wyposazona jest w systemu usuwania
zanieczyszczen.

Po zakonczeniu procesu malowania detale podsuszane sg w tunelu w temperaturze otoczenia,
a nastepnie suszone w tunelowej suszarce konwekcyjnej w temperaturze okoto 100°C.

Stanowisko poprawek malarskich hedera

Na stanowisku poprawek malarskich hedera wykonywane sg uzupetnienia fragmentéw bez powtoki
malarskiej oraz ubytkéw powstatych podczas dalszej obrébki mechanicznej elementéw.
Uzupetnienia wykonywane sg manualnie oraz przy uzyciu pistoletéw pneumatycznych o bardzo
matej wydajnosci.

Linia malowania natryskowego L-4

Linia malarska L-4 posiada stanowisko mieszania i przygotowywania farb, ktére podawane sg
pneumatycznie do pistoletéw natryskowych. Przygotowanie powierzchni odbywa sie przed kabing
lakierniczg. Polega ono na usuwaniu zaciekéw oraz uszkodzonych powierzchni lakierowanego
elementu. Proces malowania odbywa si¢ metodg natrysku ciektego przy pomocy pistoletu
natryskowego w wydzielonej kabinie lakierniczej. Powietrze przechodzi przez filtry wstepne, gdzie
wychwytywane sg wieksze zanieczyszczenia. Filtry wstepne maja ksztatt litery ,W” (typ workowy) i
umiejscowione sg pomigdzy wentylatorem i palnikiem. Komora wyposazona jest w petny sufit
filtracyjny. Rozmiary paneli sufitowych wynoszg: szeroko$¢ 750/1000 mm x diugo$é miedzy 2 i 3m.
Catkowita powierzchnia filtrowania w potaczeniu ze stropem siatkowym i prostymi $cianami
gwarantuje dobry ruch pionowy powietrza bez zadnych zaktdcen. Jest to najlepsza gwarancja na
wolne od pytu dziatanie komory natryskowej. Farba poprawkowa nanoszona jest w dwdch
warstwach. Po kazdej warstwie pozostawiany jest odstep czasu 5-8 minut na odparowanie przed
wprowadzeniem maszyny do suszarki. Pomalowane elementy suszone sg w suszarce
w temperaturze 90°C.



Zaktadowa oczyszczalnia sciekow przemystowych

Zaktadowa oczyszczalnia Sciekdéw przemystowych w CNH Industrial Polska Sp. z 0.0. zwana
réwniez neutralizatorem, jest oczyszczalnia mechaniczno-chemiczng, w ktérej mozna wyodrebnic
nastepujace uktady:

- uktad magazynowania i dystrybucji sciekéw,
- uktad neutralizacji $ciekéw,

- uktad wydzielania i odwadniania osaddw,

- uktad filtracji koncowej $ciekow,

- ukfad filtracji mechanicznej sciekdéw,

- uktad filtracji na weglu aktywnym.”;
2) cze$¢ V. decyzji otrzymuje brzmienie:

,V. Rodzaj i ilos¢ wykorzystywanych surowcow, materiatéw, wody, paliw i energii

A. do dnia 30 wrzesnia 2020 r.:
1. Zuzycie wody na cele technologiczne — jako tgczne zuzycie na liniach — 150 000 m®/rok.
2. Zuzycie energii elektrycznej — 30 000 MWh/rok.
3. Zuzycie gazu ziemnego — 3 130 tys. m®/rok.
4. Zuzycie surowcéw technologicznych oraz innych materiatbw umozliwiajgcych prawidtowe
funkcjonowanie instalacji:
1) pasta wykorzystywana na linii KTL - 80 Mg/rok,
2) korektory wykorzystywane na linii KTL - 30 Mg/rok,
3) s$rodek biobdjczy wykorzystywany na linii KTL - 0,5 Mg/rok,
4) farby - 671,7 Mg/rok,
5) rozcienczalniki - 67 Mg/rok,
6) rozcienczalnik do ptukania pistoletow - 90,5 Mg/rok,
7) utwardzacze - 217,62 Mg/rok,
8) zywica (emulsja) do KTL - 250 Mg/rok,
9) preparaty do przygotowania powierzchni - 350 Mg/rok,
10) preparaty do demineralizacji wody - 350 Mg/rok,
11) preparaty do koagulacji farb w wodach obiegowych - 90 Mg/rok.

B. od dnia 1 pazdziernika 2020 r.:
1. Zuzycie wody na cele technologiczne — jako tgczne zuzycie na liniach — 150 000 m®/rok
2. Zuzycie energii elektrycznej — 30 000 MWh/rok
3. Zuzycie gazu ziemnego — 3 130 tys. m3/rok
4. Zuzycie surowcéw technologicznych oraz innych materiatéw umozliwiajgcych prawidtowe
funkcjonowanie instalaciji:
1) pasta wykorzystywana na linii KTL — 80 Mg/rok
2) korektory wykorzystywane na linii KTL — 30 Mg/rok
3) $rodek biobojczy wykorzystywane na linii KTL — 0,5 Mg/rok
4) zywica (emulsja) wykorzystywana na linii KTL — 250 Mg/rok
5) farby —271,7 Mg/rok
6) rozcienczalniki — 34 Mg/rok
7) rozcienczalniki do ptukania pistoletow — 55,5 Mg/rok
8) utwardzacze — 77,6 Mg/rok
9) preparaty do przygotowania powierzchni — 350 Mg/rok



10) preparaty do demineralizacji wody — 350 Mg/rok

11) preparaty do koagulacji farb w wodach obiegowych — 90 Mg/rok”;

3) w czesci VI. Warunki wprowadzania do srodowiska substanciji i energii:

a) wust. 1 pkt 1.1 otrzymuje brzmienie:

»1.1 Wielkosci dopuszczalnej emisji oraz parametry instalacji — zrodta powstawania

i miejsca wprowadzania substancji do powietrza zgodnie z tabelami nr 1, 1a, 2, 2a, 3,

4, 4a, 5 i 5a zatacznika do niniejszej decyzji”;

4) w zatgczniku do decyzji tytut tabeli nr 1 otrzymuje brzmienie:

»,Tabela nr 1. Emisja dopuszczalna z proceséw malowania - inny rodzaj powlekania metali, tworzyw sztucznych, tkanin,
widkien, folii lub papieru w instalacji do powierzchniowej obrobki substanciji, przedmiotéw lub produktéw z
wykorzystaniem rozpuszczalnikéw organicznych — WARIANT | — destylacja rozpuszczalnikéw z mycia
pistoletéw natryskowych — obowigzuje do 30 wrzesnia 2020 r.”;

5) w zatgczniku do decyzji po tabeli nr 1 dodaje sie tabele nr 1a w nastepujgcym brzmieniu:

,Tabela nr 1a. Emisja dopuszczalna z procesow malowania - inny rodzaj powlekania metali, tworzyw sztucznych, tkanin,
widkien, folii lub papieru w instalacji do powierzchniowej obrébki substanciji, przedmiotéw lub produktéw z
wykorzystaniem rozpuszczalnikéw organicznych — WARIANT | — destylacja rozpuszczalnikéw z mycia
pistoletow natryskowych — obowigzuje od 1 pazdziernika 2020 r.

Miejsca wprowadzania substanciji

Zrédta powstawania do powietrza cl)lr:::iz;r:_a sl Emisja
emisji substancji do b 1 ) dopuszczalna
: Srednica ce wielkosé | substancji i
powietrza nr wysokos sre S [mg/m?3y]
emitor ; lub wymiary Ll
¢ [m]
a wylotu [m]
Linia malowania zanurzeniowego KTL
Wanna dp 'r.nalowanla na KTL/A 13.2 0.6 brak lotne ;WIazkl o5
linii KTL organiczne
Wanna dp ‘r.nalowama na KTL/2 12.8 0.5 brak lotne ;WIszl 75
linii KTL organiczne
Suszarka pg_ malowaniu na KTL/3 13,1 0.4 brak lotne gwrcgzkl 50
linii KTL organiczne
Suszarka po malowaniu na KTL/4 13,0 0.3 Braik lotne ;wmzkl 50
linii KTL organiczne
Linia malowania natryskowego L-2
Kabina malowania na linii L2/1 32,0 18 oy lotne gwuqzkl 75
L-2 organiczne
Kabina malowania na linii L2/2 32,0 18 —_— lotne gwnelzkl 75
L-2 organiczne
Suszarka poﬂmalowamu na L2/3 13,1 05 brak lotne ;wwlzki 50
linii L-2 organiczne
Suszarka poumalowanlu na L2/4 131 0.5 brak lotne gwuqzkl 50
linii L-2 organiczne
Mieszalnia farb na linii L-2 |  L2/7 11,9 04 brak IS ZEEki 75
organiczne
Linia malowania natryskowego L-3
Mieszalnia farb na linii L-3 | L3/2 10,6 0,32 brak ot Za 2K 75
organiczne
Tunel podsuszania na linii L3/3 10,4 0.4 brak lotne ;W|qzk| 50
L-3 organiczne




Miejsca wprowadzania substancji

Zrédta powstawania do powietrza pzadzeni Rodsal Emisja
emisji substancji do iy bataes | dopuszczaina
bowietrza nr e Srednica ce wielkos¢ | substancii (mafmeu
emitor A lub wymiary ems)t
¢ [m]
a wylotu [m]
Suszarka ;_Jo"malowamu na L3/5 10,8 0.4 brak lotne ;wwlzkl 50
linii L-3 organiczne
Suszarka ;.)o"malowanlu na L3/6 11,0 04 brak lotne gwuazkl 50
linii L-3 organiczne
Kabina malowania na linii L3/8 13,8 126 brak lotne gqukl 75
L-3 organiczne
Stanowisko nanoszenia poprawek malarskich hedera
Malowanie na stanowisku dsorb lot iazki
poprawek malarskich H/M 6,0 0,4 3\’ s?rv;ar omne ;wm; ! 75
ekt eglowy organiczn
Malowanie na stanowisku o lot iazki
poprawek malarskich H/2 6,0 0,4 4 sc? - il 75
hedera weglowy organiczne
Suszarka po malowaniu na lot iazki
stanowisku poprawek H/3 6,0 0,25 brak orne ZWIgzKI 50
malarskich hedera organiczne
Suszarka po malowaniu na lot -
stanowisku poprawek H/4 6,0 0,25 brak Gl 50
malarskich hedera organiczne
Malowanie na stanowisku adsorber lotne zwiazki
poprawek malarskich H/5 6,0 0,4 W Iowe oor an?:”:; : 75
hedera cglowy 9 z
Linia malowania natryskowego L-4
Kabina malowania na linii L4/1 13,0 1.11 —— lotne ;wnqzkl 75
L-4 organiczne
Kabina malowania na linii La/2 13,0 1,11 — lotne ;wuazkl 75
L-4 organiczne
Kabina malowania na linii L4/3 13,0 1,11 bk lotne ;wralzkl 75
L-4 organiczne
Kabina malowania na linii La/4 13,0 111 Brak lotne ;wnqzkl 75
L-4 organiczne
Mieszalnia farb na linii L-4 | L4/5 13,0 05 brak lotne zwigzki 75
organiczne
Suszarka po malowaniu L4/7 14,0 0,25 brak latoe ?W'aZk' 50
organiczne

* stezenie lotnych zwigzkéw organicznych w przeliczeniu na catkowity wegiel organiczny, odniesione do
warunkéw umownych, tj. w gazie suchym, w temperaturze 273 Ki ci$nieniu 101,3 kPa.

6) w zatgczniku do decyzji tytut tabeli nr 2 otrzymuje brzmienie:
,Tabela nr 2. Emisja dopuszczalna z proceséw malowania - inny rodzaj powlekania metali, tworzyw sztucznych,
tkanin, wiokien, folii lub papieru w instalacji do powierzchniowej obrobki substancii, przedmiotéw lub produktéw
z wykorzystaniem rozpuszczalnikow organicznych — WARIANT [l — brak destylacji rozpuszczalnikow z mycia

pistoletow natryskowych — obowigzuje do 30 wrzes$nia 2020 r.”;

7) w zatgczniku do decyzji po tabeli nr 2 dodaje sie tabele nr 2a w nastepujgcym brzmieniu:

,Tabela nr 2a. Emisja dopuszczalna z proceséw malowania - inny rodzaj powlekania metali, tworzyw sztucznych, tkanin,
widkien, folii lub papieru w instalacji do powierzchniowej obrobki substancji, przedmiotéw lub produktow z
wykorzystaniem rozpuszczalnikéw organicznych — WARIANT Il — brak destylacji rozpuszczalnikow z mycia

pistoletow natryskowych — obowigzuje od 1 pazdziernika 2020 r.




Miejsca wprowadzania substancji

Zrédta powstawania do powietrza Dreadesnia ; Emisja
s = ograniczajg Rodzaj
emisji substancji do elkosé b 2 dopuszczalna
L nr ; érednica ce wielkos¢ substancji Mol
POWIE : wysokos . emisji [ g u
emitor A lub wymiary
¢ [m]
a wylotu [m]
Linia malowania zanurzeniowego KTL
Wanna dp Inalowanla KTL/A 13,2 06 _— lotne ;wwlzkl 75
na linii KTL organiczne
Wanna dp 'r_nalowanla KTL/2 12,8 0.5 sk lotne gwazkl 75
na linii KTL organiczne
Suszana po KTL/3 13,1 0,4 brak lotie: Zwigzk] 50
malowaniu na linii KTL organiczne
SUGZAlA po KTU4 | 13,0 0,3 brak lotne zwigzki 50
malowaniu na linii KTL organiczne
Linia malowania natryskowego L-2
Kabina _mglowanla na L2/1 32,0 18 brak lotne gwnqzkl 75
linii L-2 organiczne
Kabina m?Iowanla na L2/2 320 18 — lotne ;W|azk| 75
linii L-2 organiczne
SUgzarka pe: L2/3 13,1 0,5 brak | Otne zwiazki 50
malowaniu na linii L-2 organiczne
UK . L2/4 131 0.5 brak lotne; zwiazki 50
malowaniu na linii L-2 organiczne
Mieszalnia farb na linii L2/7 119 0.4 Bralk lotne gwwlzkl 75
L-2 organiczne
Linia malowania natryskowego L-3
Mieszalnia farb na linii L3/2 10,6 0,32 brak lotne gwnazkl 75
L-3 organiczne
Tunel pgd__suszanna na L3/3 10,4 0.4 brak lotne gwu:lzkl 50
linii L-3 organiczne
Sliszaria pe L3/5 10,8 0,4 brak teine.zwigzki 50
malowaniu na linii L-3 organiczne
Suszarka pe L3/6 11,0 0,4 brak lotne zwigzki 50
malowaniu na linii L-3 organiczne
Kabina _m?lowama na L3/8 13.8 1,26 brak lotne .?_W|azk| 75
linii L-3 organiczne
Stanowisko nanoszenia poprawek malarskich hedera
Malowsanis na adsorber lotne zwigzki
stanowisku poprawek H/1 6,0 0,4 pos - Za 75
malarskich hedera gglowy organiczne
Malowanie na adsorber lotne zwigzki
stanowisku poprawek H/2 6,0 0,4 weal n? za 75
malarskich hedera gglowy ofgeniehe
Suszarka po
ma!owanlu na H/3 6,0 025 brak lotne gw1azkl 50
stanowisku poprawek organiczne
malarskich hedera
Suszarka po
ma[owanlu na H/4 6.0 0,25 brak lotne gwnazkl 50
stanowisku poprawek organiczne

malarskich hedera
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Miejsca wprowadzania substancji ;
Zrédta powstawania do powietrza cl;j;::izcezr:j: Rodzaj Emisja
isji ji dopuszczalna
Smisi sut:wstancjl ge Erodni ce wielkos¢ substanciji g .
powietrza nr wysokos srednica 52 [mg/m?3y]
emitor / lub wymiary uld]
¢ [m]
a wylotu [m]
Malowanie na S
stanowisku poprawek H/5 6,0 0,4 jldsclm(rjsver ?:n:nilgg;kl 75
malarskich hedera gglowy g
Linia malowania natryskowego L-4
Kabina m?lowama na L4/1 13.0 1,11 ek lotne gwazkl 75
linii L-4 organiczne
Kabina _rn§lowama na L4/2 13,0 1,11 bralk lotne ;W|azk| 75
linii L-4 organiczne
Kabina 'mfllowanla na L4/3 13,0 1,11 brak lotne ;wnazkl 75
linii L-4 organiczne
Kabina m?lowanla na La/a 13,0 111 brak lotne ;wnazkl 75
linii L-4 organiczne
Mieszalnia farb na linii L4/5 130 05 brak lotne zwigzki 75
L-4 ! ' organiczne
Suszarka po La/7 14,0 025 Biak lothe ;W|azk| 50
malowaniu organiczne

* stezenie lotnych zwigzkéw organicznych w przeliczeniu na catkowity wegiel organiczny, odniesione do

warunkoéw

umownych

273 Ki ci$nieniu 101,3 kPa.

t.

w gazie

suchym, w

temperaturze

8) w zatgczniku do decyzji tabela nr 4 otrzymuje brzmienie:
»Tabela nr 4 . Emisja dopuszczalna dla pozostatych proceséw w instalacji do powierzchniowej obrébki substancii,
przedmiotéw lub produktéw z wykorzystaniem rozpuszczalnikéw organicznych — dla obydwu wariantéw — obowigzuje do

30 wrzesnia 2020 r.

Miejsca wprowadzania e Urzadzenia
: substancji do powietrza misja Aol
Zrédto emisiji 1 B T = Rodzaj substancji | dopuszczalna ogra'ml::(za’j’ace
Niemitos wysokos¢ |Srednica [ka/h] Lot
[m] [m] emisji
Linia malowania zanurzeniowego KTL
pyt ogétem 0,00129
pyt zawieszony PM10 0,00129
pyt zawieszony PM2,5 0,00129
KTL/3 13,1 0,4 brak
dwutlenek azotu 0,11013
dwutlenek siarki 0,00688
Agregat grzewczy tlenek wegla 0,03098
suszarki po malowaniu -
na linii KTL pyt ogotem 0,00129
pyt zawieszony PM10 0,00129
pyt zawieszony PM2,5 0,00129
KTL/4 13 0,3 brak
dwutlenek azotu 0,11013
dwutlenek siarki 0,00688
tlenek wegla 0,03098
Linia malowania natryskowego L1
L1/6 13 | 035 |pytogotem 0,00038 brak
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Miejsca wprowadzania S Urzadzenia
: substancji do powietrza misja e
Zrodto emisji ] B Sy - Rodzaj substancji | dopuszczalna ogra.mliza’j’ace
Ne o raits wysokosé |Srednica [kg/h] LB
r emitora [m] [m] emisji
pyt zawieszony PM10 0,00038
pyt zawieszony PM2,5 0,00038
dwutlenek azotu 0,03200
dwutlenek siarki 0,00200
Agregat grzewczy tlenek wegla 0,00900
suszarki . pyt ogotem 0,00038
po malowaniu
na linii L1 pyt zawieszony PM10 0,00038
pyt zawieszony PM2,5 0,00038
L1/7 13 0,35 brak
dwutlenek azotu 0,03200
dwutlenek siarki 0,00200
tlenek wegla 0,00900
Linia malowania natryskowego L2
pyt ogotem 0,00035
pyt zawieszony PM10 0,00035
pyt zawieszony PM2,5 0,00035
L2/5 13,2 0,25 brak
dwutlenek azotu 0,02987
dwutlenek siarki 0,00187
Agregat grzewczy
suszarki tlenek wegla 0,00840
po malowaniu pyt ogétem 0,00035
linii L2
nafini pyt zawieszony PM10 0,00035
pyt zawieszony PM2,5 0,00035
L2/6 13,2 0,25 brak
dwutlenek azotu 0,02987
dwutlenek siarki 0,00187
tlenek wegla 0,00840
pyt ogétem 0,00002
pyt zawieszony PM10 0,00002
i t zawieszony PM2,5 0,00002
Kociot grzewczy L2/8 12 0.3 py y brak
o mocy 370 kW dwutlenek azotu 0,00599
dwutlenek siarki 0,00315
tlenek wegla 0,01182
Linia malowania natryskowego L3
pyt ogétem 0,00024
pyt PM10 0,00024
Agregat suszarki po pyt PM2,5 0,00024
myciu elementéw na L3/1 11 0,49 brak
linii L3 dwutlenek azotu 0,02084
dwutlenek siarki 0,00130
tlenek wegla 0,00586
pyt ogotem 0,00016
Agregat suszarki do pyt zawieszony PM10 0,00016
podgrzewania L3/4 11,6 0,35 - brak
roztwordw linii L3 pyt zawieszony PM2,5 0,00016
dwutlenek azotu 0,01331
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Miejsca wprowadzania pe Urzadzenia
g substancji do powietrza misja f
Zrodto emisji d P =T : Rodzaj substancji | dopuszczalna SgreqicRaiAce
NE omitora wysokos¢ | Srednica [kg/h] W'e"f°_5_°
[m] [m] emisji
dwutlenek siarki 0,00083
tlenek wegla 0,00374
pyt ogotem 0,00016
pyt zawieszony PM10 0,00016
pyt zawieszony PM2,5 0,00016
L3/7 11,6 0,35 brak
dwutlenek azotu 0,01331
dwutlenek siarki 0,00083
tlenek wegla 0,00374
pyt ogotem 0,00031
pyt zawieszony PM10 0,00031
pyt zawieszony PM2,5 0,00031
L3/5 10,8 0,4 brak
dwutlenek azotu 0,02613
dwutlenek siarki 0,00163
Agregat grzewczy tlenek wegla 0,00735
suszarki po malowaniu -
na linii L3 pyt ogotem 0,00031
pyt zawieszony PM10 0,00031
pyt zawieszony PM2,5 0,00031
L3/6 11 0,4 brak
dwutlenek azotu 0,02613
dwutlenek siarki 0,00163
tlenek wegla 0,00735
Linia malowania natryskowego L4
pyt ogétem 0,00043
pyt zawieszony PM10 0,00043
pyt zawieszony PM2,5 0,00043
L4/6 13 0,25 brak
dwutlenek azotu 0,03680
dwutlenek siarki 0,00230
Agregat suszarki tlenek wegla 0,01035
po malowaniu =
na linii L4 pyt ogotem 0,00043
pyt zawieszony PM10 0,00043
pyt zawieszony PM2,5 0,00043
L4/8 13 0,25 brak
dwutlenek azotu 0,03680
dwutlenek siarki 0,00230
tlenek wegla 0,01035
Stanowisko poprawek malarskich hedera
pyt ogétem 0,00009
pyt zawieszony PM10 0,00009
s 5 95 pyt zawieszony PM2,5 0,00009 brak
Agregal grzewesy ! dwutlenek azotu 0,00800
suszarki po malowaniu
dwutlenek siarki 0,00050
tlenek wegla 0,00225
H/4 6 0,25 pyt ogétem 0,00009 brak
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Miejsca vxprowadz-ania Ermieh Urzq_dzer_ria
Zrédto emisji sfibswancl copowlctics Rodzaj substancji | dopuszczalna Sdtan.czalqes
Neomitora wysokos$é |$rednica [kg/h] wuellfo_:-_:c
[m] [m] emisji
pyt zawieszony PM10 0,00009
pyt zawieszony PM2,5 0,00009
dwutlenek azotu 0,00800
dwutlenek siarki 0,00050
tlenek wegla 0,00225

9) w zatgczniku po tabeli nr 4 dodaje sie tabele nr 4a w nastepujgcym brzmieniu:

»Tabela nr 4a. Roczne wielkosci emisji substanciji dla instalacji do powierzchniowej obrobki substanciji, przedmiotow lub
produktow z wykorzystaniem rozpuszczalnikéw organicznych - obowigzuje do 30 wrzesnia 2020 r.

Substancje i
Rodzaj instalaciji wprowadzane do Emisiaroczna
: [Mg/rok]
powietrza

Instalacja do powierzchniowej obrébki substancii,
przedmiotéw lub produktéw z wykorzystaniem

rozpuszczalnikow organicznych LZO 221,463
Procesy malowania — inny rodzaj powlekania metali,
tworzyw sztucznych, tkanin, wiékien, folii lub papieru

pyt ogétem 0,04715
pyt zawieszony PM10 0,04715
Instalacja do powierzchniowej obrébki substancii, ) 0.04715
przedmiotow lub produktéw z wykorzystaniem pyt zawieszony PM2,5
rozpuszczalnikéw organicznych P T
Pozostate procesy
dwutlenek siarki 0,27356
1,21364

tlenek wegla

10) w zatgczniku do decyzji tabela nr 5 otrzymuje brzmienie:

»Tabela nr 5. Emisja dopuszczalna dla pozostatych proceséw w instalacji do powierzchniowej obrébki substanci,
przedmiotoéw lub produktow z wykorzystaniem rozpuszczalnikéw organicznych — dla obydwu wariantéw — obowigzuje od
1 pazdziernika 2020 r.

Miejsca wprowadzania

G e substancji do powietrza Emisja Urzadzenia
Zrédto emisiji = = Rodzaj substancji |dopuszczalna| ograniczajace
Nr emitora | WYSCKOSE |Srednica [kalh] | wielkosé emisii
[m] [m]
Linia malowania zanurzeniowego KTL
pyt ogotem 0,00129
pyt zawieszony PM10 0,00129
Agregat grzewczy pyt zawieszony PM2,5 |  0,00129
suszarki po malowaniu KTL/3 13,1 0,4 brak
na linii KTL dwutlenek azotu 0,1 1013
dwutlenek siarki 0,00688
tlenek wegla 0,03098
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Miejsca wprowadzania

S5 e substancji do powietrza : : Emisja Urzadzenia
Zrodto emisji = : Rodzaj substancji |dopuszczalna| ograniczajace
Nr emitora | WYSOkos¢ | Srednica [kalh] | wielko$é emisji
[m] [m]
pyt ogotem 0,00129
pyt zawieszony PM10 0,00129
pyt zawieszony PM2,5 0,00129
KTL/4 13 0,3 brak
dwutlenek azotu 0,11013
dwutlenek siarki 0,00688
tlenek wegla 0,03098
Linia malowania natryskowego L2
pyt ogotem 0,00035
pyt zawieszony PM10 0,00035
pyt zawieszony PM2,5 0,00035
L2/5 13,2 0,25 brak
dwutlenek azotu 0,02987
dwutlenek siarki 0,00187
Agregat grzewczy
suszarki tlenek Wegla 0,00840
po malowaniu pyt ogotem 0,00035
na linii L2 -
pyt zawieszony PM10 0,00035
pyt zawieszony PM2,5 0,00035
L2/6 13,2 0,25 brak
dwutlenek azotu 0,02987
dwutlenek siarki 0,00187
tlenek wegla 0,00840
pyt ogotem 0,00002
pyt zawieszony PM10 0,00002
i t zawieszony PM2,5 0,00002
Kociot grzewczy L2/8 12 0.3 Py y brak
o mocy 370 kW dwutlenek azotu 0,00599
dwutlenek siarki 0,00315
tlenek wegla 0,01182
Linia malowania natryskowego L3
pyt ogétem 0,00024
pyt zawieszony PM10 0,00024
Agregat suszarki po pyt zawieszony PM2,5 |  0,00024
myciu elementéw na L3/1 11 0,49 brak
linii L3 dwutlenek azotu 0,02084
dwutlenek siarki 0,00130
tlenek wegla 0,00586
pyt ogotem 0,00016
pyt zawieszony PM10 0,00016
pyt zawieszony PM2,5 0,00016
L3/4 11,6 0,35 brak
Agregat suszarki do dwutlenek azotu 0,01331
podgrzewania dwutlenek siarki 0,00083
roztwordw linii L3 tienek wegla 0,00374
pyt ogétem 0,00016
L3/7 11,6 0,35 pyt zawieszony PM10 0,00016 brak
pyt zawieszony PM2,5 0,00016
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Miejsca wprowadzania

; substancji do powietrza i i Emisja Urzadzenia
Zrodio emisiji S - Rodzaj substancji |dopuszczalna| ograniczajace
Nr emitora | WYSOKos¢ | Srednica [ka/h] wielkos¢ emisji
[m] [m]

dwutlenek azotu 0,01331
dwutlenek siarki 0,00083
tlenek wegla 0,00374
pyt ogétem 0,00031
pyt zawieszony PM10 0,00031
pyt zawieszony PM2,5 0,00031

L3/5 10,8 0,4 brak
dwutlenek azotu 0,02613
dwutlenek siarki 0,00163
Agregat grzewczy tlenek wegla 0,00735

suszarki po malowaniu -

na linii L3 pyt ogétem 0,00031
pyt zawieszony PM10 0,00031
pyt zawieszony PM2,5 0,00031

L3/6 11 0,4 brak
dwutlenek azotu 0,02613
dwutlenek siarki 0,00163
tlenek wegla 0,00735

Linia malowania natryskowego L4

pyt ogotem 0,00043
pyt zawieszony PM10 0,00043
pyt zawieszony PM2,5 0,00043

L4/6 13 0,25 brak
dwutlenek azotu 0,03680
dwutlenek siarki 0,00230
Agregat suszarki tlenek wegla 0,01035

po malowaniu -

na linii L4 pyt ogétem 0,00043
pyt zawieszony PM10 0,00043
pyt zawieszony PM2,5 0,00043

L4/8 13 0,25 brak
dwutlenek azotu 0,03680
dwutlenek siarki 0,00230
tlenek wegla 0,01035

Stanowisko poprawek malarskich hedera

pyt ogotem 0,00009
pyt zawieszony PM10 0,00009
t zawieszony PM2,5 0,00009

/3 6 0.25 py y brak
dwutlenek azotu 0,00800
dwutlenek siarki 0,00050
agregat grzewczy tlenek W(;',‘gla 0,00225
suszarki po malowaniu pyt ogotem 0,00009
pyt zawieszony PM10 0,00009
pyt zawieszony PM2,5 0,00009

H/4 6 0,25 brak
dwutlenek azotu 0,00800
dwutlenek siarki 0,00050
tlenek wegla 0,00225
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11) w zatgczniku do decyzji po tabeli nr 5 dodaje sie tabele nr 5a w nastepujgcym brzmieniu:

»Tabela nr 5a. Roczne wielkosci emisji substancji dla instalacji do powierzchniowej obrobki substancji, przedmiotow lub
produktow z wykorzystaniem rozpuszczalnikow organicznych — obowigzuje od 1 pazdziernika 2020 r.

Sdbstancie Emisja roczna
Rodzaj instalaciji wprowadzane do )
- [Mga/rok]
powietrza

Instalacja do powierzchniowej obrébki substancii,
przedmiotow lub produktéw z wykorzystaniem

rozpuszczalnikdéw organicznych LZO 94,372
Procesy malowania — inny rodzaj powlekania metali,
tworzyw sztucznych, tkanin, wiékien, folii lub papieru

pyt ogotem 0,04145
Instalacja do powierzchniowej obrébki substancji, byt zawieszony PM10 il
przedmiotéw lub produktow z wykorzystaniem pyt zawieszony PM2,5 004145
rozpuszczalnikéw organicznych dwutlenek azotu 3,56484
Pozostate procesy dwutlenek siarki 0,24356
tlenek wegla 1,07864

12) czes¢ VII. decyzji otrzymuje brzmienie:

»VIl. llos¢, stan i sklad sciekéw nie wprowadzanych do wéd lub do ziemi

Powstajgce w wyniku funkcjonowania instalacji $cieki (w przypadku obu wariantéw) nie sg
wprowadzane do wéd lub do ziemi. Scieki przemystowe powstajg na poszczegdinych liniach
malowania: zanurzeniowego KTL i natryskowego L-2 i L-3, poza stanowiskami poprawek
malarskich hedera i linii malowania natryskowego L-4.

llo&¢ Sciekow z instalacji wynosi - 150 000 m3/rok.

Szacunkowy stan i sktad sciekdéw po neutralizatorze:
temperatura = 35°C,

pH 6,5 + 10,

fosfor ogélny < 10,0 mg/dm?,

cynk < 5,0 mg/dm?,

nikiel < 1,0 mg/dm?,

weglowodory ropopochodne < 15,0 mg/dm?®”;

13) Czes¢ X decyzji otrzymuje brzmienie:
»X. Usytuowanie stanowisk do pomiaru wielkosci emisji w zakresie gazéw i pytow
wprowadzanych do powietrza:

A. do 30 wrzes$nia 2020 r.

— na emitorach: KTL/1, KTL/2, KTL/3, KTL/4, L1/1, L1/2, L1/3, L1/4, L1/5, L1/6, L1/7, L1/8, L2/1,
L2/2, L2/3, L2/4, L.2/5, L2,/6, L2/7, L3/1, L3/2, L3/3, L3/4, L3/5, L3/6, L3/7, L3/8, L4/1, L4/2, L4/3,
L4/4,1L4/5, L4/6, L4/7, L4/8, , H/1, HI2, H/3, H/4
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B. od 1 pazdziernika 2020 r.

— na emitorach: KTL/1, KTL/2, KTL/3, KTL/4, L2/1, L2/2, L2/3, L2/4, L2/5, L2/6, L2/7, L2/8, L3/1,
L3/2, L3/3, L3/4, L3/5, L3/6, L3/7, L3/8, H/1, H/2, HI3, H/4, H/5, L4/1, L4/2, L4/3, L4/4, L4/5, L4/6,
L4/7 , L4/8.".

14) pozostate elementy decyzji pozostawia sie bez zmian.

Uzasadnienie

Whioskiem z dnia 16 marca 2020 r., prowadzacy instalacje CNH INDUSTRIAL POLSKA
sp. z 0.0, ul. Otolinska 25, 09-407 Ptock, reprezentowany przez petnomocnika wystapit do
Marszatka Wojewddztwa Mazowieckiego o zmiane decyzji Marszatka Wojewodztwa
Mazowieckiego Nr 88/08/PS.Z z dnia 2 grudnia 2008 r., znak: PS.V/KS/7600-63/08 (ze zm.),
udzielajgcej pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie i instalacji do:

- powierzchniowej obrobki substancji, przedmiotéw lub produktéw
z wykorzystaniem rozpuszczalnikéw organicznych, o zuzyciu rozpuszczalnika ponad 200 ton
rocznie,

- powierzchniowej obrobki metali z zastosowaniem proceséw elektrolitycznych lub chemicznych,
gdzie catkowita objeto$¢ wanien procesowych przekracza 30 m3,

zlokalizowanej na terenie ww. Zaktadu w Ptocku.

Whioskowana zmiana dotyczy usuniecia z decyzji zapiséw dotyczacych linii malowania
natryskowego L1 w zwigzku z jej likwidacjg w instalacji oraz w zwigzku z powyzszym zmniejszenia
zuzycia surowcow wykorzystywanych na instalacji IPPC wyszczegolnionych
w przedmiotowej decyzji.

Zgodnie z art. 378 ust. 2a pkt 1 ustawy Prawo ochrony srodowiska marszatek
wojewodztwa jest wiasciwy w sprawach przedsiewzie¢ i zdarzen na terenach zaktadow,
gdzie jest eksploatowana instalacja, ktéra jest kwalifikowana jako przedsiewziecie moggce
zawsze znaczaco oddziatywaé na srodowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczerstwa w ochronie
Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, z p6zn. zm.).
Rodzaje przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczgco oddziatywac na srodowisko okreslone
zostaty w rozporzgdzeniu Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. poz.1839). Przedmiotowa instalacja
zaliczana jest do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczgco oddziatywaé na srodowisko (§ 2 ust.
15 ww. rozporzgdzenia).

Przedmiotowa instalacja wymaga uzyskania pozwolenia zintegrowanego, gdyz zalicza sie
do pkt 2 ppkt. 7 i pkt. 6 ppkt. 9 zatgcznika do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia
27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajéw instalacji moggcych powodowac znaczne
zanieczyszczenie poszczegolnych elementéw przyrodniczych albo srodowiska jako catosci
(Dz. U. poz. 1169), jako instalacja do instalacji do powierzchniowej obrébki metali lub tworzyw
sztucznych z zastosowaniem proceséw elektrolitycznych lub chemicznych, gdzie catkowita
objeto$¢ wanien procesowych przekracza 30m? oraz do instalacji do powierzchniowej obrébki
substanciji, przedmiotoéw lub produktéw z wykorzystaniem rozpuszczalnikéw organicznych,
0 zuzyciu rozpuszczalnika ponad 150kg/h lub ponad 200 Mg/rok.

Po analizie kompletnego pod wzgledem formalnym i merytorycznym wniosku, Marszatek
Wojewddztwa Mazowieckiego przychylit sie do wniosku prowadzgcego instalacje w przedmiocie
zmiany pozwolenia zintegrowanego.

Biorgc pod uwage, ze wnioskowana zmiana nie jest zwigzana z ,istotng zmiang instalacji”
w rozumieniu art. 3 pkt 7 ustawy Prawo ochrony srodowiska, nie spowoduje zmiany sposobu
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funkcjonowania instalacji oraz zwiekszenia jej oddziatywania na $rodowisko, tutejszy organ
odstgpit od ponownego zapewnienia mozliwosci udziatu spoteczenstwa w toczgcym sie
postepowaniu.

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy Kodeks postepowania administracyjnego, pismem z dnia
6 czerwca 2020 r., znak: PZ-OP-11.7222.68.2020.EK, poinformowano strone o prowadzonym
postepowaniu, zebraniu materiatu dowodowego niezbednego do wydania decyzji administracyjnej
oraz o przystugujgcym stronie prawie zapoznania sie z aktami sprawy, mozliwo$ci wypowiedzenia
sig, co do zebranych dowodoéw i materiatéw oraz zgtoszonych zgdan w toczgcym sie
postepowaniu.

W toku prowadzonego postepowania strona nie wniosta uwag.

W decyzji zaktualizowano wielko$ci emisji z instalacji, uwzgledniajgc wytaczenie zuzycia
linii L1 i uwzgledniajgc emitowane z procesow spalania paliw substancje. Okreslajgc emisje
dopuszczalne wskazano w decyzji termin, do ktérego eksploatowana bedzie linia L1
(jednoznaczny z terminem, w ktérym obowigzywa¢ bedzie emisja dopuszczalna dla tej linii),
tj. 1 pazdziernika 2020 r.

We wniosku przeprowadzono obliczenia rozktadu stezen substancji w powietrzu, zgodnie z
referencyjnymi metodykami modelowania pozioméw substanciji w powietrzu, z uwzglednieniem
wszystkich zrédet emisji znajdujacych sie w zaktadzie — tj. instalacji IPPC, instalacji do spawania i
napawania utwardzajgcego, instalacji do diagnostyki i regulacji silnikéw maszyn rolniczych,
instalacji energetycznej oraz planowanej instalacji malarni proszkowej. Z obliczen wynika, ze
okreslone we wniosku emisje dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, tlenku wegla, pytu zawieszonego
PM10, ksylenu, toluenu, weglowodoréw aromatycznych, etylobenzenu, izocyjanianéw i octanu
butylu, nie powodujg przekraczania warto$ci odniesienia okre$lonych w rozporzadzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartosci odniesienia dla niektérych substancji w
powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87), poza terenem, do ktérego prowadzgcy instalacje ma tytut
prawny.

W decyzji zaktualizowano zapisy dotyczgce usytuowania stanowisk do pomiaru wielkosci
emisji w zakresie gazéw i pytdw wprowadzanych do powietrza, zgodnie z wnioskiem strony.

Zaktualizowano takze zuzycie surowcow, materiatow, paliw i energii wynikajgce ze zmian
prowadzonych w Zaktadzie.

Procedowana zmiana nie wptywa na ilosci wytwarzanych odpadoéw, dlatego tez organ
odstgpit od zgdania od strony operatu przeciwpozarowego.

Ze wzgledu na sposbéb prowadzenia gospodarki wodno-Sciekowej na terenie instalaciji,
pomimo likwidacji linii L1, zmianie nie ulegnie ilos¢ wody wykorzystywanej na potrzeby
funkcjonowania instalacji, jak réwniez ilos¢, stan i sktad $ciekéw z niej pochodzacych.

W decyzji uaktualniono jedynie czesc¢ VII. decyzji w zakresie dostosowania brzmienia jej zapisu do
aktualnego sktadu instalaciji, tj. bez linii L1.

Zgodnie z art. 163 ustawy Kodeks postepowania administracyjnego organ administracji
publicznej moze uchyli¢ lub zmieni¢ decyzje, na mocy ktoérej strona nabyta prawo, takze w innych
przypadkach oraz na innych zasadach niz okreslone w niniejszym rozdziale, o ile przewidujg to
przepisy szczegodlne. Tego rodzaju przepisem szczegolnym jest art. 214 ustawy Prawo ochrony
Srodowiska okreslajacy zasady zmiany pozwolenia zintegrowanego.

Majac na wzgledzie powyzsze, orzeczono jak w sentencji.
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Pouczenie

Od decyzji niniejszej stuzy stronie prawo odwotania do Ministra Klimatu, za posrednictwem
Marszatka Wojewddztwa Mazowieckiego, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia. W trakcie
biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania
wobec Marszatka Wojewddztwa Mazowieckiego. Z dniem doreczenia Marszatkowi Wojewodztwa
Mazowieckiego o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze
stron postepowania, decyzja niniejsza staje sie ostateczna i prawomocna, co oznacza, ze decyzja
podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest mozliwosci zaskarzenia do Wojewodzkiego
Sadu Administracyjnego. Nie jest skuteczne cofniecie oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa
do wniesienia odwotania po jego wptywie do organu.

Na podstawie rozporzgdzenia Ministra Finansow z dnia 28 wrzesnia 2007 r. w sprawie
zaptaty optaty skarbowej (Dz. U. Nr 187 poz. 1330) potwierdza sie uiszczenie optaty skarbowej w
wysokosci 10,00 zt (stownie: dziesie¢ ztotych) w dniu 12 marca 2020 r. na rachunek bankowy
Urzedu m. st. Warszawy, Dzielnicy /a Péfnac w Warszawie przy ul. ks. I. Ktopotowskiego 15;
nr konta: 96 1030 1508 0000 0005 5019 074,\1’, :, .

_xi

z up. Marszatka W \,)u‘woﬂ 7t 'a
\fm in Podgo slci \ . \
Ryrektor Departamentu Gospodark i Odpadami,

er ,l i Puzwolw Zintegrowanyoh

Otrzymuje:

1. Pan Artur Woijtyra

ul. ks. Marcina Zatuskiego 44H/1
05-230 Kobytka

Wystano e-puap

2. ala
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